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Wynalazek dotyczy urzgdzenia shluzgcego do
okreslania wspoélczynnika odbicia promieniowa-
nia od danego materialu, wyposazonego w urza-
dzenie transportujgce, z ktoérego pomocg ma-
terial przesuwa sie wzdlz Zrédila promienio-
wania w ten sposéb, ze wychwybtuje wigzke
promieniowania, zaopatrzonego réwniez we wzo-
rzec poréwnawczy umieszczony na stale wegle-
dem #rédla promieniowania i chwytajacy row-
niez wigzke promieniowania ze Zrédia umiesz-
czonego ukiosnie ponad plaszczyznami projekey;-
nymi, a ponadto posiadajgcego przerywacz, kto-
ry chwyta ciggle na przemijan obie wymienione
wigzki promdeniowania, jak réowniez urzgdze-
nie do pomiaru natezenia czeSci promieni od-
bitych od badanego materiatu i odbitych od
wzorca poréwnawczego, ktére to promienie two-
rzg z padajgcymi promieniami kat o wielkoéci
okolo 90°, przy czym jezed pomiermone nate-

Zenia promienowania sg rozne, to z urzqdzeaia
pomiarowego zostaje wyslany impuls sterujacy .
do urzadzenia wyréwnujgcego, ktére moze mna-
tezenie obu chwytanych promieni wezyni¢ réw-
nymi sobie tak, ze polozenie urzgdzenia wy-
réwnujacego w kazdym momencie jest mierni-
kiem dla wspélczynnika iodbicia badanego ma-
teriatu. .

Urzadzenie tego rodzaju jest znane z H. Dij-
kstra i B. S. Sieswerda, ,Cendrex” przyrzad
do cigglego okredlania zawartoéci popiolu w
weglu, Colliery Engineering, paZdziernik 1959 r.
Obie plaszczyzny projekcyjne s3 w tym przy-
padku ustawione symefrycznie wzgledem 2£ré-
dia promieniowania oraz wzgledem wurzgdze-

Posiadaja ome ksztalt prostokata, ktérego
diugszy bok jest wiekszy dwu lub trzykmotnie
od krétszego. Razem tworza one w przyblize- -



niu kwadrat. Ze wzgledu na przestrzen zajetg
przez przerywacz i urzgdzenie wyréwunnjgce,
a takZe dla otrzymania dostatecznié dudego pola
promieniowania Zraddio promieniowania jest
umieszczone stosunkiowo daleko od plaszczyzn
projekcyjnych, wige na plaszczyznach projek-
cyjnych istnieje maka réémica natezenia, nawet
przy krétkich bokach pmstokqtbw polozonych
naprzeciw siebie.

Urzadzenie pomiarowe znajdujgce sie w bez-
posredniej blizkoSci plaszezyzn projekcyjnych,
aby wszystiie odbite promienie byly chwytane.
Dla wplywu adbitego promieniowania na urzg-
dzenie pomiarowe, duze znaczenie ma, czy pro-
mienie sg odbite z krétkich bokéw prosto-
katéw polozonych tuz przy urzadzeniu pomia-
rowym, czy tez z .bokéw lezacych naprzeciw

nich, gdyz -odstgpy w obu- praypadkach sg roz- -

" ne. W znanych urzadzeniach, automatyczne
urzgdzenie wyréwnujagce dziala w kierunku
diugich bokéw prostokgta przez calg szerokosé
plaszczyzny projekcyjnej wzorca poréwnawcze-
go0. Uczyniono tak miedzy inmnymi dlatego, ze
~ przy dzialaniu w kierunku poprzecznym sinu-

soidalny ksztalt przebiegu pnechodzqcych pro-
mieni méglby byé zaklécony.

Wynalazek polepsza natezenie chwytanych
plaszczyzny  projelcyjne sq umieszczone w. ten
sposéb, Ze plasaczyzna symetrii przechodzgca
przez pedajace promienie { przez urzadzenie po-
miarowe dziell plaszczyzny projekcyjne ma dwie
réwne czeéci, przy czym plaszezzna projekeyjna
materiatu lezy w bezposredniej bliskodel urza-
dezenia pomiarowego, a wzorzec poréwnawczy
odnosnie wymiarow, polozenia i materiatu jest
dopasowany do tej sytuacji. Kwadrat, ktéry
tworzg razem obie plaszczyzny projekeyjne
obrécit sie wiec jakby o 90° w poréwnaniu do
znanych urzadzen, w- ktérych -po kaadej stronie
wymienionej plaszczyzny symetrii lezy jedna
z . plasaczyzn - projekcyjriych. W nowym urzg-
niu - istnieje znacznie mmiejsza ré@nica nate-
2en miedzy promiendiowantem odbitym od miejsc
zewnetrznych, to .zmaczy  odpowiadajgcych
teraz dlugiemu bokowi prostokata plaszezy-
zny projekcyjnej materiatu, a promieniowaniem
odbitym od miejsc polozonych przy bokach le-
zgcych naprzeciw nich. Poza tym $rednie na-
teZenie jest znacznie wicksze, przez co male-
je wplyw szuméw. Dla wzorca poréwnawczego
dobiera sie material o wyzszym wspblczynmiku
odbicid, na wypadek gdyby osiggniecie polode-
nia . zerowego, a wiec réwniez wyrdéwnanie oka-
zaly sie nie mogliwe do osiggniecia. Przery-

wacz, ktéry przerywa stale na perzemian obile
wigzki promieniowania w ten sposéb, Ze suma
przépuszaczonych promieni przy. jednakowych
whasnosciach materialowych pozostaje stala,
musi sig obracaé o 90°, co jest korzystne, gdyz
jezeli przerywacz sklada si¢ z cylindra mimo-
érodowego napedzanego bezpoérednio przez
gilnik, to w tym przypadku silnik razem =z

urzgdzeniem wyréwnujgcym nie musi byé¢ umie-

szczony migdzy wurzadzeniem pomiarowym i
zrodlem promieniowania, przez co cade urzy-
dzenie mozna wykonaé berdziej zwarte, a sam
przerywacz jest latwiej dostepny.

W szczegblnoscl uregdzenie wyréwnujace na-
tgzenie obu chwytanych promieniowan mote.
uczynié je réwnymi sobie za pomocyg suwaka,
ktéry moze przeslaniaé tyltko pasmo w $rodku
plasaczyzny projekcyjnej materialu § moZe sie
poruszaé¢ poprzecznie do wadiuznej osi plaszczy-
zny projekeyjnej. Okazalo sie, ze w ten sposéb
mozna uzyska¢ prawie Mniows zaleino§é mie-
dzy stanem urzgdeenia wyréwnujgcego a wispol-
czynnikiem odbicia materiatu. Natezenie chwy-
tanych promeni jest duze w caiym polu kon-
pensacji. Wpmawdzie sinusoidalny ksztait prze-
biegu przepuszczonych promiend zostaje w pe-
wnym stopniu odksztalcony, jednak okiazalo sie,
ze wystarczy jezei wspomniana powyzej su-
ma chwytanego promieniowania -obu’ plaszezyzn
projekcyjnych odnosi si¢ do wartoScei sredniej,
a mie do chwilowej. Nie kompensuje si¢ po-
nad icaly diugodciy i otrzymuje sie stosunkowo
diuga droge prezestawiania.

Dla nastawiania zakresu pomiaru nalezy sto-
sowaé mie automatyczne urzadzenia wyrdwnu-
jace, ktére powinny daé sie przesuwal w kie-
runku prostopadiym do automatycznego urza-
dzenia wyréwnujacego ponad obiema plaszezy-
znami projelcyjnymd.

Jeieli np. mamy okreéli¢ zawarbosé popio&u
w weghi, to mozna przez przesuniecie obu nle
automatycznych urzadzefi: wyréwnujacych, réz-

- nice miedzy 'maksymalng 4 minimalng wartoscig

wielkodci podlegajycej mierzeniu lub mwielkosé
zakresu pomiarowego, nastawié¢ mna zawarbtosé
popiolu wynoszgca mp. 6% lub 21% itd. nie-
zalleznife od iobszaru pomianu.

Obszar pomiaru mozna mnastawié, przesuwa-
jac nie automatyczne urzadzenie wyréwnujace
ponad plaszezyzng projekcyjng wzorca poréw-
nawczego. W przypadku wymieniohego przy-
kladu liczbowego, wynoszgcego 6% popiolu, mo-
ina teraz nastawi¢ obszar pomiaru 4 — 10%,
15 — 21%, 47 — 53%s itd.; tutaj zalares pomia-
ru albo réznica miedzy maksymalng i minimal-
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ng dajgeq sie mierzyé wartoéci.q Wyml‘l w tym
przykladzie zawsze 6%. Przy wielkofci wymie-
nionego zakresu pomiamu wynoszacego 21% mo-
zna nastawié obszar pomiaru 4 — 25%, 30. —
51%/s popiotu itd.; tutaj zakres pomiaru lub wspo-
mniana wyzej rédmica wynosi zawsze 21%.
urzgdzenia wyréwnujace moga si¢ skladaé z
looticéw  szerokich $mub mastawczych, kitre w
wykonaniu wediug wynalazku sg latwo dostep-
ne. Plaszczyzny projekcyjne moga sie roacig-
-gaé Téwniez poza jednorodnym polem promie-
niowania. Dotychczas Zrédlo promieni znajdowa-
lo sie w tej odlegloséci od plaszczyzn projekcyj-
nych, ze plaszczyzny lezaly catkowicie wewnatrz
jednorodnej czesci wigzki promieniowania. Bylo
to konieczne w celu osggniecia mozliwie lnjo-
wégo przebiegu wyréwnania z odbiciem materia-
. Zrédlo promieniowania nie bylo wiec w pel-
ni wykorzystane, gdyz poza obszarem jednonod-
nym lezal szeroki pieréciert, w ktérym nateze-
nie spada w kiemunku krawedz. Przez kombi-
nacje poprzecznego poloienia piaszczyan projek-
cyjnych z inng metoda wyréwnujgca nie ma zna-
czenia to, czy konce prostokatnych plasaczyzn
projekeyjnych sg mniej intensywnie na promie-
niowane. Nie linfowy przebieg nie automatycz-
nych urzadzeti wyréwnujacych jest niewainy
i automatyczne urzadzenie wyrownujace dziala
pomimo to w obszarze jednorodnym. Przy réw-
nej wielkoécli plaszczyen projekcyjnych Zrédio
promieniowania moze byé umieszczone znacznie
blizej plaszczyzn -projekcyjnych, przy czym po-
lozenie i wielkodé przerywacza jest dopasowa-
na do tego stanu. Na édkutek tego zmniejsza sie
réwniez znacznier wplyw szuméw. PoniewaZ
uproszczone urzadzenie wyréwoujace, a takgze
przerywacz wymagaja mniej przestrzeni, wige
odstep miedzy iZrédiem promieniowania i plasz-
czyznami projekcyjnymi moze byé w praktyce
zredukowany z 28 cm na 14 cm. Przez nasta-
wienie symetryczne, korzystniej jest, gdy powie-
rzchnia plaszczyzny projekcyjnej materiatu jest
wieksza niz plaszczyzna projekcyjma wzorca po-
raywnawczego. Na wzorzec porownawczy uzywa
si¢ material o wyészym wspéiczynnidcu odbicia
niz bez tych zabiegéw byloby to kionieczne. Wie-
cej promieni pada na plaszczyzne projekcyjng
materialu tak, ze czulo$¢ wzrasta. Waorzec po-
réwnawczy jest wykonany z metalu, np. ze
stali V,A.

Wynalazek zostanie wyjasniony na podstamwie
rysunku. Fig. 1 przedstawia schematycznie usta-
wienie kilku wazniejszych czeéci urzadzenia, fig.
2 — widok z géry plasaczyzn projelcyjnych z
fig. 1 w jednorodnym polu promieniowania, a

fig. . 3—wua:z¢6ryphnuymuojehcyu <
nych, ktére poésiadajg rédnigoe sie wielkobel i
83 umieszczone w polu niejednorodnym.

- Na fig. 1 cyfra 1 oznacza polozenie #r6dda pro-
miend, np. lampy renigenowskiej. Wysyla ona
promieniowanie na dwie plaszczyzny projekeyj- .
ne 2 i 3. Gdyby wigzka promieniowania nie po-
dlegala ograniezeniu, to najwiekszg- modliwg
plaszczyzng projelecying, przy iolowym pezekro-
ju wigzid bylaby. elipsa. Wiaziea jest jednak na
skutek wiasciwoéci lampy w pewnym stopniu
splasaczona tak, ze plaszczyzna projekeyjna jest
mmilej Jub wiece] w keztalcel kola. Zewnetrzna
granica tej plaszczyzny projekcyjnej jest omns-
czona cyfrg 4. Wewngtrz kola 5 promieniowanie
mioina nazwaé jednorednym, to znaczy, ze na-
tezente promieniowania w kaidym miejscu we-.
wnatrz kota 5 jest mniej wiecej réwne. W ob-.
szarze nlejednorodnym migdzy kolem 4 i 5 na-
tedenie spada w kieruniou kola 4. Cyfrg 6 jest
oznaczony przerywacz, ktéry sklada eie z cy-
lindra cbracanego mimosnodowo. Nastawiane au-
Wmmmwmchejum\

b&teodpawimmmwcﬁaywzis Linia
frodkowa urzadzenia pomiarowego- 8 przeblega
prawie przez érodek looka 5. Plawiczyrng projek-
cyjng 2 stanowi np. obwér wadiud ktérego pree-
suwa sie miaki wegiel w celu wyznaczenia w
nim zawarto$ci popiotu. Piaszczyzne projekcyj-
ng 3 stanowi wzorzec pordwnawezy z odpowded-
niego materialu, np. ze specjalnego m
tworzywa lub specjainej stali stopowej. Pomimo,
ze powielacz fotoelektronowy ma swym - odicinku
9 — 11 chwyta promienie odbite zaréwnio od pla-
szczyzny 2 jak i od plaszczyzny 3, to
jasnym jest, de najwatniejeza izt
promieni odbitych od plaszczyzny 2 & 3
mwmmmowmko—rom
dnde 10 — 11.
wizilssqowmqumhwo
rdwnujgee, z kitérych pomoca modna recznié
nastawiaé wielkioéé zakresu pomiarowego. Dla
nastawiania zakresu pomiaréw wystanczy prze-
sungé tylko urzgdzenie wyréwnujgce 13. Nie jest
koniecznym, aby plaszczyzny projekcyjne letaly
w jednej plaszczyinie. Wzorzec poréwnawczy
moze byé umieszczony wyiej prosto lub ulood-
nie, Przy ukladzie wedlug fig. 2 plaszczyzny
projekcyjne 2 i 3 lezq calkowicie w obszarze jed-
norodnym, wewnatrz kola 5. Przecywacz 6 poru-
sza sig szybkio tam i z powrotem (na fig. 21 3
lczbami 6, 7, 12 i 13 s3 oznaczone cienie odpo-
wiednich elementéw) tak, ze powielacz fotoele-
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ktronowy chwyta przez caty czas przecietnie sta-
1a ilo§é promieniowania. Gdy sklad materiatu
pod. plaszczyzna projekcyjng 2 wulegnie zmia-
nje, to mnatezenie promieniowiania docierajace
do powielacza fotoelektronowego z obu plasz-
czyzn projekayjnych 2 i 3 nie kompensuje sie
wzajemnie i powielacz fotoelektronowy wy-
syla wskutek tego napiecie zmienne. T

To zmienne napigcie shuzy do przestawiania
urzgdzenia wyréwnujacego, ktérego polozenie
jest miernikiem wilasno$ci mierzonego mate-
riatu.
Na fig. 3 kolo 4 zajmuje polozenie kola 5
z fig. 2. W tym przypadku pracuje sie wiec
réwniez w obszarze jednorodnym. Zrédlo promie-
niowania znajduje sie znacznie blizej pezy pla-
szczyznach projekcyjnych tak, ze natezenie
chwytanege promieniowania jest znatznie wie-
ksze. Automatyczne urzadzenie wyréwnujace
pracuje w obszarze jednorodnym § to tam,
gdzie natezenie chwytanych promieni jest naj-
wieksze. Wspblczynnik odbicia plaszczyzny prio-
jekeyjnej 3 z dwoch powodéw powinien byé
wyiszy miz dla badanego materialu, z powodu
wiekszej odleglosci od powielacza fotoelektro-
nowego, oraz z powodu jej mniejszej powierz-
chni. Chwytang ilo§¢ promieniowania moima
jesacze powiekszyé, jezeki' powielacz fotoelek-
tronowy przesunqé w ten sposob, Ze jego ,po-
le widzenia” bedzie ograniczone przez kolo 14.

W znanych urzgdzeniach trwa co najmniej 15
minut zanim metodq mieciggly ustali sie $red-
nig warto§¢ np. zawartodci . popioku w weglu
z dokiadnoscia ckolo 0,3%s popioku.

Za pomocy - urzadzenia wedlug wynalaziou

“FIGh

77 N
[~ 1.7
lz/ttj-{’? 13

juz po 30 do 40 sekundach istnieje mozliwo$é
odezytania zawartoSci popiolu na aparacie po-
miarowym i to z dokladno$cig okolo 0,1% po-
M“ .
Zastrzezemia patentowe
1. Urzadzenie do okre§lania wspélczynnilka od-
bicia promieniowania od danego fnateriatu,
znamienne tym, ze plaszczyzny projekcyjne
umiszezone s3 w ten sposéb, iz plaszczyzna

symetrii przechodzgca przez padajace pro-

mienie i urzadzenie pomiarowe dzieli obie:

plaszczyzny projekcyjne na dwie réwne
czesol, a wzorzec poréwnawczy pod wzgle-
dem wymiaréow polozenia i materialu jest
dopasowany do tej sytuacji.

2. Urzadzenie wedlug eastrz. 1, znamienne
tym, z¢ automatyczne urzgdzenie wyréwnu-
jgce pozwala na zréwnanie matezenia chwy-
tanych promieni za pomocg suwaka, ktéry
przesiania tylko pasmo w $rodku plaszczy-
any projekcyjnej materiatu oraz jest porusza-
ny tylko poprzecznie do podluiznej osi pia-
szezyzny projekcyjnej. :

3. Urzadzenie wedhlug zastrz. 2 lub 3, znamien-
me tym, Ze plasaczyzny projekcyjne rozeig-
gaja sie poza obszar jednorodnego promie-
niowania.

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym,
Ze powierachnia plaszczyzny projekcyjnej
materiadu jest wieksza od plaszczyzny pro-
jekcyjnej wzorca PpOrownawczego.

Stamicarbon N.V.
Zastepca: mgr inz. Adolf Towpik
recznik patentowy
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